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Zielsetzung

⇒ Verbesserung der Haftung von PDMS zu einem Epoxidharz

mittels unterschiedlicher Niederdruckplasmen sowie weiteren 

chemischen Umsetzungen

⇒ Stabile Oberflächenfunktionalisierung



Plasmagestützte Methoden zur Verbesserung der 
Haftfestigkeit

1) Sauerstoffplasma

2) Ammoniakplasma

3) NH3- Plasma + chemische Umsetzung mit Polyethylen-alt-Maleinsäureanhydrid

4) O2- Plasma + chemische Umsetzung mit 3- Aminopropyltriethoxysilan 



Plasmaanlge für die NH3- Modifizierung



1) Sauerstoffplasma ⇒ Einführung von sauerstoffhaltigen Gruppen

2) Ammoniakplasma ⇒ Einführung von NH2- und anderen N- haltigen 
Gruppen

bekannte Probleme bei der Plasmabehandlung von PDMS

Hydrophobic Recovery: - Neuausrichtung von unpolaren Gruppen vom Bulk
an die Oberfläche, sowie polare Gruppen von der  
Oberfläche in den Bulk

- Migration von niedermolekularen Silioxanen zur
Silikonoberfläche

O2- Plasma: - Ausbildung einer silikatähnlichen Schicht (10 – 160 nm)



3)  NH3- Plasma +  Polyethylen-alt- Maleinsäureanhydrid  (MSA)
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4) O2 - Plasma + 3- Aminopropyltriethoxysilan (γ- APS)
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PDMS
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Erzeugung von Amin-
Gruppen
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Umsetzung mit 3- Aminopropyltriethoxysilan (γ- APS)
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Methoden zur Oberflächenanalytik

- (dynamischer) Kontaktwinkel

- Zetapotential

- XPS
- MicroGlider; AFM



Abhängigkeit des Fortschreitwinkels von den 
O2- Plasmabedingungen
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Abhängigkeit des Zetapotentials von den O2- Plasmabedingungen
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Abhängigkeit des Fortschreitwinkels von den 
NH3- Plasmabedingungen
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Abhängigkeit des Zetapotentials von den  
NH3- Plasmabedingungen 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5
-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25
 NH3: 7W; 120s
 NH3: 7W; 600s
 unbehandelt

Ze
ta

po
te

nt
ia

l i
n 

[m
V

]

   pH- Wert gemessen in 10-3  M KCl



Abhängigkeit des Fortschreitwinkels von den 
von den chem. Umsetzungen 
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Abhängigkeit des Zetapotentials von den 
von den chem. Umsetzungen
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Zusammenfassung Kontaktwinkel
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Zusammenfassung Zetapotential

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

 unbehandelt
 NH3: 7W; 600s 
 NH3: 7W; 600s + MSA
 O2: 600W; 15s
 O2 + APS

Ze
ta

po
te

nt
ia

l i
n 

[m
V

]

   pH- Wert gemessen in 10-3  M KCl



Ausblick

- weiterführende Arbeiten im Rahmen eines Industrieprojektes

⇒ Bestimmung der Haftung zwischen PDMS und einem Epoxidharz

⇒ Pull-Off-Test
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